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 日本顕微鏡学会は電子顕微鏡のみならず，あらゆるタイプ
の顕微鏡技術の基礎と応用に関連する研究について議論する
場だと思います．顕微鏡技術におけるハードや解析技術自体
は重要な研究分野です．一方，観察対象となる材料やデバイ
スへの興味や関心そのものが顕微鏡技術の発展を促している
ともいえます．私自身，物質材料の基礎を所掌する研究所に
長年在籍しており，個々の物質材料における興味の対象に対
応した顕微計測が必要であると常々考えております．例え
ば，シリコン表面の清浄化を行う場合，熱酸化膜はどのよう
に分解しつつ，清浄表面ドメインが創製されるのか，実空間
観察で知りたいと思っています．そのためには高温環境で絶
縁体表面をナノ計測可能な顕微鏡が必要となります．また，
試料に歪みを与えた場合，構造や状態はどのように変化する
のか，そのような興味がわいてくれば，制御された歪みを与
えながら原子構造や電子状態をその場計測可能な顕微鏡が必
要となります．ニーズに対応可能な顕微鏡技術がなければ，
独自に工夫して技術開発することになります．
 今回，和文誌編集委員としてプローブ顕微鏡関連技術に基
づいた半導体表面分析の最近の展開に関する特集を担当しま
した．ご多忙の中，最先端のプローブ技術を紹介していただ
いた執筆者に御礼申し上げます．日進月歩の半導体産業に
あって，デバイス材料の顕微解析に対する様々なニーズが
あります．例えば，LSI 微細化が進展するに従って，CMOS-
FET トランジスタはナノスケールに到達しています．この
ようなナノデバイス構造におけるキャリア濃度分布を一桁ナ
ノの分解能で定量的に可視化したい，というニーズに対し
て，様々な顕微鏡技術が開発されております．具体的な対象
に対する極めて高度な測定ニーズがあるからこそ，先端的な
顕微鏡技術が開発されてきたと思います．特に，デバイス表
面における物性や機能の計測では直接に対象と相互作用を行
うナノプローブテクノロジーが重要となります．プローブ顕
微鏡から派生した様々な顕微計測技術は半導体産業において
更なる進化をしていくものと思います．

（物質・材料研究機構ナノ計測センター　藤田大介）
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